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低コストで内部量子効率を 100%にすることが期待できる TADF 有機 EL[1]のキャリア輸送材料

にはカルバゾール誘導体である mCP および mCBP がよく使用されている[2]。本研究では、mCP

および mCBP 積層膜の正孔輸送側の電気伝導について調べた。 

図 1 に ITO/FSAM/α-NPD(50nm)/Al、ITO/FSAM/α- NPD(50nm)/mCP(10nm)/Al、ITO/FSAM/ 

α-NPD(50nm)/mCP(10nm)/mCBP(50nm)/Al の電流密度-電圧特性を示す。ITO/FSAM の仕事関数と

α-NPD の Ip=5.5eV がほぼ一致しているため、ITO/FSAM/α-NPD/Al の電気伝導は空間電荷制限電

流(SCLC)で表現できる[3]。mCP は Ip = 6eV であり、α-NPD 側からの正孔輸送の障壁となりうる。

mCP(10nm)を積層すると電流は 1/3 程度に抑制されるものの、電流カーブの形は大きく変化して

いない。mCP(10nm)の存在は積層膜全体の正孔輸送に大きく影響を与えないと思われる。しかし

ながら mCP の積層により EL が観測された。さらに、mCBP(50nm)を積層すると、電流カーブの

形が大きく変化し、減少した。電流カーブは電圧の 2 乗に比例しているとみなせないため、SCLC

では表現できない。α-NPD(50nm)の正孔移動度を SCLC から算出すると 1.87×10-5[cm2/V·s]であ

った。mCP(10nm)による影響が少ないとして、α-NPD(50nm)/mCP(10nm)のみかけの正孔移動度を

算出すると 7.57×10-6[cm2/V·s]であった。前者の方が後者に比べて 2.5 倍大きくなった。移動度の

低下は mCP のバリアの影響と考えられる。 

図 2 はα-NPD(50nm)とそれに mCP をそれぞれ 10、30、50nm 積層した試料の電流密度-電圧特

性を示す。mCP の膜厚が増加すると電流密度は減少する。また、mCP(30nm)、mCP(50nm)を積層

した素子の電流カーブは電圧の 2 乗に比例しているとみなせない。mCP は膜厚にかかわらず EL

が観測されたので単一キャリアでの電導機構では説明できない。電流の低下はバイポーラ電導の

影響(電子注入の制限)と考えられる。 
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図 2 α-NPD,mCP,mCBP 積層試料の電流密度-電圧特性 図 1 α-NPD/mCP の電流密度-電圧特性の膜厚依存性 
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